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Abstract (en)
[origin: WO2021083644A1] The invention relates to the cleaning of surfaces to be joined to free them of impurities that disrupt the joining, for
example oxides, with a process gas. In order to be able to perform the cleaning efficiently and with reduction or even avoidance of unwanted effects,
the invention envisages, prior to contact of the process gas with the surface, measurement of the concentration of the process gas in a feed gas and
of the composition at least of portions of an offgas containing reaction products from the cleaning, and use of the process gas concentration and the
offgas composition in order to assess the progress of the current cleaning.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Reinigung von zu verbindenden Oberflachen von die Verbindung stérenden Verunreinigungen, beispielsweise Oxiden,
mit einem Prozessgas. Um die Reinigung effizient und unter Verringerung oder gar Vermeidung von ungewinschten Effekten durchftihren zu
kdnnen, ist erfindungsgeman vorgesehen, vor dem Kontakt des Prozessgases mit der Oberflache die Konzentration des Prozessgases in einem
Zufuhrgas und die Zusammensetzung zumindest von Teilen eines Reaktionsprodukte der Reinigung enthalten Abgases zu messen und die
Prozessgaskonzentration sowie die Abgaszusammensetzung zu verwenden, um den aktuellen Reinigungsfortschritt zu bewerten.
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